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摘要(译)

用于激光诱导热成像方法的供体基板和使用供体基板制造的电致发光显
示装置，并且通过提供用于激光诱导热成像的供体基板，提供具有优异
发光层特性的有机电致发光显示装置，其通过保护转移层免受过热而包
括基础基板，形成在基础基板上部的光热转换层;转印层形成在光热转换
层的上部并由有机材料形成，其中包含在光热转换层中以通过吸收激光
产生热量的光吸收材料在方向上具有浓度梯度在光热转换层中，基底基
板侧到转印层侧，以及使用供体基板制造的有机电致发光显示装置。
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